ANTRAG 



Der Unterzeichnete beantragt, daB die vorliegende 
international e Anmeldiing nach dem Vertrag iiber die 
Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Patentwesens behandelt wird. 



• Vom Anmeldeamt auszufullen • 



Internationales Aktenzeichen 



Internationales Anmeldedatum 



Name des Anmeldeamts und "PCT International Application" 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewiinscht) 
(max. 12 Zeichen) j 45 ^ 72 WO/NZ/hS 



Feld Nr. I BEZEICHNtJNG DER E^FINBUNG 

Verfahren zur Erzeugung eines Flachenmusters hoher Auflosung 


Feld Nr. II ANMELDER | | Diese Person ist gleichzeitig Erfinder 


Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstdndige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in 
diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist ) 

Leonhard Kurz GmbH & Co. KG 
Schwabacher Strasse 482 
DE-90763 Furth 
Deutschland . 


Telefonnr.: 


Telefaxnr.: 


Femschreibnr,: 


Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt: 


Staatsangehorigkeit (Staat): 

DE 


Sitz Oder Wohnsitz (Stoat): 

DE 


Diese Person ist Anmelder 1 1 alle Bestim- 1 \f\ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme 1 1 nur die Vcreinigten I 1 die im Zusatzfeld 
fiir folgcnde Staaten: 1 1 mungsstaaten 1 1 der Vereinigten Staaten von Amerika 1 1 Staaten von Amcrika 1 1 angegebenen Staaten 


Feld Nr. HI WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 


Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstdndige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in 
diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

BREHM Ludwig 

Vogtlandstrasse 16 
DE-91325 Adelsdorf 
Deutschland 


Diese Person ist: 
1 1 nur Anmelder 

1 y 1 Anmelder und Erfinder 

j j nur Erfinder (Wird dieses Kdstchen 

1 1 angekreuzt, so sind die nachstehenden 

Angaben nicht notig.) 


Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt: 


Staatsangehorigkeit (Staat): ' ' 

. DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 

DE 


Diese Person ist Anmelder | H alle Bestim- 1 1 alle Bestimmunesstaaten mit Ausnahme 1 V f nur die Vereinigten 1 | die im Zusatzfeld 
fur folgende Staaten: 1 I mungsstaaten 1 1 der Vereinigten Staaten von Amerika LizJ Staaten von Amerika 1 1 angegebenen Staaten 


1 y Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 


Feld Nr. TV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT 


DiefolgendePerson wirdhiermitbestent/istbestelltworden,umfurden(die) Anmeldervor Rf] An^alt 1 1 gemeinsamer 
den zustandigen intemationalen Behorden in folgender Eigenschaft zu handeln als: 1 1 1 1 Vertreter 


Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: beijuristischen Personen vollstdndige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des 
Staats anzugeben.) 

ZmSINGER Norbert 
Louis • Pohlau • Lohrentz 


Telefonnr.: 

+49 911 510360 


Telefaxnr.: 

+49 911 511342 


Postfach 30 55 
DE-90014 Niimberg 
Deutschland 




Femschreibnr.: 




Registrierungsnr. des Anwalts beim Amt; 



j ] Zustellanschrift: Dieses Kastchen ist anzukreuzen, werui kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im 
I ! obigen Feld einc spezielle Zustellanschrift angegeben ist. 



FormblattPCT/RG/lOl (Blatt 1) (Januar2004) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsfonmdar 



BlattNr. .,2 



Fortsetzung von Feld Nr. Ill WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 

Wird keines der folgenden Felder benutzt, so sollte dieses Blatt demAntrag nicht beigejugt werden. 


Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen voUstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in 
diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

GEIM Dieter 
Eysolden G9 
DE-91177 Thalmassing 
Deutschland 


Diese Person ist: 
1 1 nur Anmelder 

|y 1 Anmelder und Erfinder 

1 1 nur Erfinder (Wird dieses Kdstchen 

\ 1 angekreuzt^so sind die nachstehenden 

Angaben nicht notig.) 

Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt: 


Staatsangehorigkeit (Staat): 

DE 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 

DE 


Diese Person ist Anmelder | 1 alle Bestim- ( 1 alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme ^ nurdie Vereinigten [ ■"' | die im Zusatzfeld 
fur folgende Staaten: I 1 mungsstaaten 1 1 der Vereinigten Staatcn von Amerika ^ Staaten von Amerika 1 1 angegebenen Staaten 


Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstdndige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in 
diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 


Diese Person ist: 
I 1 nur Anmelder 

1 I Anmelder und Erfmder 

j j nur Erfinder (Wird dieses Kdstchen 

1 1 angekreuzt, so sind die nachstehenden 

Angaben nicht notig.) 

Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt: 


Staatsangehorigkeit (Staat): 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 


Diese Person ist Anmelder 1 | alle Bestim- 1 1 alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme | 1 nurdie Vereinigten 1 I die im Zusatzfeld 
fur folgende Staaten: I 1 mungsstaaten 1 1 der Vereinigten Staaten von Amerika 1 1 Staaten von Amerika I 1 angegebenen Staaten 


Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei Juristischen Personen vollstdndige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in 
diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist) 


Diese Person ist: 
1 1 nur Anmelder 

1 1 Anmelder und Erfinder 

1 j nur Erfinder (Wird dieses Kdstchen 

1 1 angekreuzt. so sind die nachstehenden 

Angaben nicht notig.) 

Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt: 


Staatsangehorigkeit (Staat): 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 


Diese Person ist Anmelder 1 1 alle Bestim- I 1 alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme 1 | nur die Vereinigten 1 1 die im Zusatzfeld 
fur folgende Staaten: | 1 mungsstaaten 1 1 der Vereinigten Staaten von Amerika 1 1 Staaten von Amerika | | angegebenen Staaten 


Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstdndige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in 
diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 


Diese Person ist: 
1 1 nur Anmelder 

1 1 Anmelder und Erfinder 

j j nur Erfinder (Wird dieses Kdstchen 

\ 1 angekreuzt, so sind die nachstehenden 

Angaben nicht notig.) 

Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt: 


Staatsangehorigkeit (Staat): 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 


Diese Person ist Anmelder I | alle Bestim- 1 1 alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme | 1 nur die Vereinigten j j die im Zusatzfeld 
turtolgende Staaten: | 1 mungsstaaten ! 1 der Vereinigten Staaten von Amerika I 1 Staaten von Amerika 1 1 angegebenen Staaten 


1 Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfmder sind auf einem zusatzlichen Fortsetzungsblatt angegeben. 



Formblatt PCT/RO/101 (Fortsetzungsblatt) (Januar 2004) Siehe Anmerkimgen zu diesem A.ntragsformular 



BlattNr, 



Feld Nr. V BESTIMMUNGEN 



Die Einreichung dieses Antrags umfaBt gemafi Regel 4.9 Absatz a die Bestimmung aller Vertragsstaaten, fiir die der PCT am 
intemationalen Anmeldedatum verbindlich ist, und insoweit verfiigbar, far jede Art von Schutzrecht und sowohl fur ein regionales als 
auch fiir ein nationales Patent. 

Dermoch wird 

D£ Deutschland nicht fur ein nationales Schutzrecht bestimmt 
I I KR Republik Korea nicht fur ein nationales Schutzrecht bestimmt 
I I RU Russische Federation nicht fur ein nationales Schutzrecht bestimmt 

(Obenstehende Kdstchen konnen angekreuzt werden, urn die hetrejfenden Bestimmungen (unwiderruflich) auszuschliefien. urn zu 
vermeiden dafi eine friihere nationale Anmeldung, deren Prioritdt beansprucht wird, nach nationalem Recht ihre Wirkung verlierL 
Siehe die Anmerkungen zu Feld Nr, VJurdie Folgen solcher nationalen Rechtsvorschriften in diesen und bestimmten anderen Staaten). 



Feld Nr. VI PRIORITATSANSPRUCH 



Die Prioritat der folgenden friiheren Anmeldung(en) wird hiermit in Anspruch genommen: 



Anmeldedatum 
der friiheren Anmeldung 
(Tag/Monat/Jahr) 



Aktenzeichen 
der friiheren Anmeldung 



Ist die fnihere Anmeldung eine: 



nationale Anmeldung: 
Staat Oder Mitglied der WTO 



regionale Anmeldung:"* 
regionales Amt 



intemationale Anmeldung 
Anmeldeamt 



ZeileCl) 

21/07/2003 

21. Juli 2QQ3 



103 33 255.3 



DE 



Zeile (2) 



Zeile (3) 



I I Weitere Prioritatsaiispriiche sind im Zusatzfeld angegeben. 



Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben bezeichneten friiheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem 
intemationalen Buro zu iibermitteln (nur falls die friihere Anmeldung(en) bei dem Amt eingereicht worden ist (sind), das fiir die Zwecke 
dieser intemationalen Anmeldung Anmeldeamt ist): 



I I samtlicheZeilen Zeile (1) 



n Zeile (2) 



□ Zeile (3) 



I I weitere, siehe Zusatzfeld 



* Falls es sich bei der friiheren Anmeldung urn eine ARIPO-Anmeldung handelt, geben Sie mindestens einen Staat an, der Mitgliedstaat der 
Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder Mitglied der Welthandelsorganisation ist und fur den oder das 
die friihere Anmeldung eingereicht ymirde: ^ *. 



Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



Wahl der intemationalen Recherchenbehorde (ISA) (falls zwei oder mehr als zwei Internationale Recherchenbehdrden fib- die Ausfit^ 
der intemationalen Recherche zustdndig sind, geben Sie die von Ihnen gewdhlte Behorde an; der Zweibuchstaben-Code kann benutzt werden): 

ISA/EP 

Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer friiheren Recherche; Bezugnahme auf diese friihere Recherche (falls eine friihere 

Recherche bei der intemationalen Recherchenbehorde beantragt oder von ihr durchgefuhrt worden ist): 

Datum (Tag/Monat/Jahr) Aktenzeichen Staat (oder regionales Amt) 



Feld Nr. VHI ERKLARUNGEN 



Die Felder Nr. VIII (i) bis (v) enthalten die folgenden Erklarungen (K.reuzen Sie unten die entsprechenden 

Kdstchen an und geben Sie in der rechten Spalte fiir jede Erkldrung deren Anzahl an) : 

□ 

Feld Nr, VIII (i) Erklarung hinsichtlich der Identitat des Erfinders 

□ 

Feld Nr. VIII (ii) Erklarung hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, zum Zeitpunkt des 
intemationalen Anmeldedatums, ein Patent zu beantragen und zu erhalten 

Feld Nr. VIII (iii) Erklarung hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, zum Zeitpunkt des 
intemationalen Anmeldedatums, die Prioritat einer friiheren Anmeldung 

zu beanspruchen 

□ Feld Nr. Vni (iv) Erfmdererklarung (nur im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten 

Staaten von Amerika) 

n Feld Nr. VIII (v) Erklarung hinsichtlich unschadlicher Offenbarungen oder Ausnahmen 

von der Neuheitsschadlichkeit 



Anzahl der 
Erklarungen 



FormblattPCT/RO/101 (Blatt2) (Januar 2004) 



Siehe Anmerkungen zu dieseiri Ant7 agsformnlar 



BlattNr. ...4 



Feld Nr. IX KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE 



Diese intemationale Anmeldung enthalt: 

(a) auf Papier, die folgende Anzahl Blatter: 

Antrag (inklusive 
Erklanmgsblatter) : 

Beschreibung (ohne 
Sequenzprotokoll und/oder 
diesbezugliche Tabellen) 

AnSpruche 

Zusammenfassung 

Zeichnungen 

Teilanzahl 

Sequenzprotokoll 

diesbezugliche Tabellen 

(fiir beide, Anzahl der Blatter, 
soweit auf Papier eingereicht 
wird, unabhdnsig davon, ob 
zusdtzlich aucnin computer- 
lesbarer Form eingereicht wird; 
siehe unter (c)) 



23 
6 
1 

_9 
43 



Gesamtanzahl 43 

(b) □ ausschlieBIich in computerlesbarer 
Form (Abschnitt 801(a)(i)) 

(i) Q Sequenzprotokoll 

(ii) □ diesbezugliche Tabellen 

(c) □ auch in computerlesbarer Form 

(Abschnitt 801(a)(ii)) 

(i) n Sequenzprotokoll 

(ii) □ diesbezugliche Tabellen 

Art und Anzahl der Datentrager (Diskette, CD- 
ROM, CD-R Oder sonstige) auf denen sich befinden 

(i) □ Sequenzprotokoll: 

(ii) □ diesbezugliche Tabellen: 

(zusatzliche eingereichte Kopien unter Punkt 9(ii) 
und/oder IO(ii) in der rechten Spalte angeben) 



Dieser intemationalen Anmeldung liegen die folgenden 
Unterlagen bei (kreuzen Sie die entsprechenden Kdstchen 
an undgeben Sie in der rechten Spalte jeweils die Anzahl 
der beiliegenden Exemplare an) 



Anzahl 



1. Kl 

4. SI 

5. □ 

8. □ 

9. □ 



Blatt fur die Gebiihrenberechnung 
Original einer gesonderten VoUmacht 
Original einer allgemeinen Vollmacht 
Ko^ie der allg^i^eme^^^llig^^t^^ktenzeichen (falls 

Begrundung fur das Fehlen einer Unterschrift 

Prioritatsbelegre), in Feld Nr. VI durch folgende 
Zeilennummer(n) gekennzeichnet: 



Ubersetzung der intemationalen Anmeldung in die 
folgende Sprache: 



Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen 
oder anderem biologischen Material 

Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form 
(Art una Anzahl der Datentrager) 



(i) □ Kopie ausschlieBIich fur die Zwecke der intemationalen 

Recherche nach Regel 1 2>ter (und nicht als Teil der 
intemationalen Anmeldung) 

(ii) n (nur falls Felder (b) (i) oder (c) fi) in der linken Spalte . 

angekreuzt wurden) zusatzlicne Kopien einschlieBlich, 
soweit zutreffend, einer Kopie fiir die Zwecke der 
intemationalen Recherche nach Regel \ 3ter 

("0 Q 2usainmenmitentsprechenderErklarung,daBdie 
Kopie(n) mit dem in der linken Spalte aufgefuhrten 
Sequen^rotokoll identisch ist 

1 0. n Tabellen in computerlesbarer Form im Zusammenhang mit 
Sequenzprotokoll (Art und Anzahl der Datentrager) 

(i) □ Kopie ausschlieBIich fur die Zwecke der intemationalen 
Recherche nach Abschnitt ZQ2(h-quater) (und nicht als 
Teil der intemationalen Anmeldung) 

(nur falls Felder (b)(ii) oder (c)(ii) in der linken Spalte 
angekreuzt wurden) TMSdX ' ' ' " ^ " 



(ii) □ 



(iii) 



11. □ 



zusatzliche Kopien einschJieSlich, 
soweit zutreffend, einer Kopie fur die Zwecke der 
intemationalen Recherche nach Abschnitt 802(b-g^w/2/er) 

n zusammen mit entsprechender Erklarung, daB die 
Kopie(n) mit dem in der linken Spalte aufgefuhrten 
Tabellen identisch ist (sind) 

Sonstige (einzeln auffiihren): - . 



Abbildung der Zeichnungen, die 

mit der Zusammenfassung 
veroffcntlicht werden soil (Nr.): 



1 



Sprache, in der die 

intemationale Anmeldung 
eingereicht wird: 



Deutsch 



Feld Nr. X UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS, DES ANWALTS ODER DES GEMEINSAMEN VERTRETERS 

Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofem sich dies nicht eindeuiig aus dem Antrag 

ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet. 



Nurnberg. 13.07.2004 



Norbert Zinsinger. Patentanwalt 



Vom Anmeldeamt auszufullen 



1 . Datum des tatsachlichen Eingangs dieser 
intemationalen Anmeldung: 



3 . Geandertes Eingangsdatum aufgrund nachtraglich, jedoch 
fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur 
VervoUstandigung dieser intemationalen Anmeldung: 



4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten 
Richtigstellungen nach Artikel 11 (2) PCT: 



5. Intemationale Recherchenbehorde 

(falls zwei oder mehr zustdndig sind) : ISA/ 



6. I I libermittlung des Recherchenexemplars 

I I bis zur Zahlung der Recherchengebiihr 

aufgeschoben 



2. Zeichnungen: 
I I eingegangen: 



□ 



nicht ein- 
gegangen: 



Vom Intemationalen Buro auszufullen 



Datum des Eingangs des Aktenexemplars 
beim Intemationalen Biiro: 



FormblattPCT/RO/lOl (letztes Blatt) (Januar 2004) 



Siehe Anmerkujigen zu diesem Antragsformular 
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MP20R6C'dF€T/PTO 12 JAN 2006 



Verfahren zur Erzeugung eines Flachenmusters hoher Aufldsung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen eines Flachenmusters hoher 
Auflosung auf einem Substrat, wobei bei dem Verfahren eine Drucksubstanz 

10 mittels eines Druckverfahrens musterformig auf das Substrat aufgebracht wird. 
Die Erfindung betrifft weiter einen Mehrschichtkorper mit einer mittels eines 
Druckverfahrens musterformig auf eine Substratschicht aufgebrachten 
Musterschicht und eine Vorrichtung zum Erzeugen eines Flachemusters hoher 
Aufl5sung, das eine Druckstation zum musterformigen Aufbringen einer viskosen 

15 Drucksubstanz auf einem Substrat aufweist. 

Zum Aufbringen einer Drucksubstanz auf einem Substrat werden Qblicherweise 
Tiefdruck-, Offset-, Hochdruck- und Siebdruckverfahren venwendet. 

20 Der Tiefdruck bezeichnet ein Druckverfahren mit Druckelementen, die gegenuber 
der Formoberflache tiefergelegt sind. Nach dem vollst§ndigen Einfarben der 
Druckform wird die Oberflache von der Druckfarbe befreit, so dass diese nur in 
den vertieften Stellen zuruckbleibt. Die Art der Einfarbung und das Blankrakein 
der Oberflache gestatten keinen reinen FlSchendruck, so dass ganze 

25 Zeichnungen in Linien. Punkte und Rasterelemente aufgelQst werden. Wegen der 
unterschiedlichen Tiefe und GroBe der einzelnen Druckelemente fassen diese 
mehr oder weniger Druckfarbe, der Abdruck weist infolgedessen an den 
verschiedenen Bildstellen unterschiedliche Farbkraft auf. 



30 



Um die Auflosung dieser Druckverfahren zu verbessern, wird in DE 37 05 988 A1 
vorgeschlagen, als Druckform eine homogene Folie zu verwenden, in die mittels 



2 

Feinstperforationsverfahren Druckinformationen in Form von Kapillaren als 
Druckgdnge eingebracht werden. Eine niedrigviskose Drucksubstanz wird in die 
Kapillaren eingebracht und die Drucksubstanz aus den Kapillaren mit einer 
definierten Druckkraft als Feinstdruck auf den Bedruckstoff aufgebracht. Zur 
5 Feinstperforation werden hierbei fokussierte Laserstrahlen mit einem 

Strahldurchmesser von 1 bis 10 \im verwendet. Als Druckform dient eine 20 bis 50 
\im dicke, homogene Folie, beispielsweise eine Kunststoff- oder Metallfolie. 

In DE 195 44 099 A1 wird vorgeschlagen, einen mitdirekt aneinander liegenden 
10 Napfchen versehenen, transparenten Zylinder als Farb- oder DrucktrSger zu 
verwenden, wobei die Napfchen mit geschmolzener Farbe befullt werden und 
anschlieRend die Farbe durch thermische Beeinflussung in einen festen Zustand 
gebracht wird. 

15 In DE 197 46 174 C1 wird vorgeschlagen, in Napfchen kontinuierlich eine flussige. 
meniskusbildende Drucksubstanz einzubringen und die Drucksubstanz in den 
Napfchen mittels eines von einer energiegebenden Einrichtung induzierten 
Vorgangs auf einem angenaherten Bedruckstoff zu ubertragen. 

20 Bei den oben beschriebenen bekannten Verfahren zur Verbesserung der mittels 
eines Druckverfahrens erzielbaren Auflosung wird demnach versucht. durch 
moglichst punktgenaues Aufbringen einer moglichst kleinen Menge an 
Drucksubstanz die erzielbare Auflosung zu verbessern. 

25 Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde. eine verbesserte Erzeugung eines 
Fiachenmusters hoher Auflosung zu ermoglichen. 

Diese Aufgabe wird von einem Verfahren zum Erzeugen eines Flachenmusters 
hoher Auflosung auf einem Substrat gelost, bei dem eine Drucksubstanz mittels 
30 eines Druckverfahrens musterformig auf das Substrat aufgebracht wird, bei dem 
zur Feinstrukturierung des Flachenmusters vor dem Aufbringen der 




Drucksubstanz in die Oberflache des Substrats eine mikroskopische 
Oberfldchenstruktur mit einer Vlelzahl von Rillen repliziert wird und bei dem die 
Feinstrukturierung des FlSchenmusters durch die jeweiis lokal aufgebrachte 
Auftragemenge an Drucksubstanz und die jeweiligen lokalen Reliefparameter der 

s mikroskopischen Oberfldchenstruktur, insbesondere Orientierungsrichtung und 
Profilform, bestimmt wird. Diese Aufgabe wird weiter von einer Vorrichtung zum 
Erzeugen eines Flachenmusters hoher Aufldsung auf einem Substrat geldst, die 
weiter eine Druckstation zum musterfSrmigen Aufbringen einer Drucksubstanz auf 
dem Substrat aufweist, die weiter eine vor der Druckstation angeordnete 

10 Replizierstation zur Feinstrukturierung des Flachenmusters aufweist, die in die 
Oberflache des Substrats eine mikroskopische Oberflachenstruktur mit einer 
Vielzahl von Rillen repliziert, und bei der die Druckstation die Drucksubstanz 
derart auf die mikroskopische Oberflachenstruktur des Substrates aufbringt, dass 
sich eine vorbestimmte Feinstrukturierung des Flachenmusters durch die jeweiis 

15 lokal aufgebrachte Auftragemenge an Drucksubstanz und die jeweiligen lokalen 
Reliefparameter der mikroskopischen Oberflachenstruktur, insbesondere 
Orientierungsrichtung und Profilform. ergibt. Diese Aufgabe wird weiter von einem 
Mehrschichtkorper gelost, der eine Substratschicht und eine auf der 
Substratschicht in Form eines Flachenmusters hoher Auflosung angeordnete 

20 Musterschicht aus einer Drucksubstanz aufweist, wobei in die Oberflache des 
Substrates zur Feinstrukturierung des Flachenmusters vor dem Aufbringen der 
Drucksubstanz eine mikroskopische Oberflachenstruktur mit einer Vielzahl von 
Rillen repliziert ist und die Feinstrukturierung des Flachenmusters durch die 
jeweiis lokal aufgebrachte Auftragemenge an Drucksubstanz und die jeweiligen 

25 lokalen Reliefparameter der mikroskopischen Oberflachenstruktur, insbesondere 
Orientierungsrichtung, Profiltiefe und Profilform, bestimmt ist. 



Bei der Erfindung wird demnach eine Verbesserung der Auflosung des 
entstehenden Druckbildes durch eine gezielte Beeinflussung der 
30 Oberflachenstruktur des Substrates bewirkt. Die genaue Form des 

Flachenmusters ergibt sich durch die Uberlagerung dreier Effekte, zum einen der 
jeweiis lokal aufgebrachten Auftragemenge einer Drucksubstanz, den 
rheologischen Eigenschaften der Drucksubstanz und zum andern der jeweiligen 
lokalen Relief-Parameter der mikroskopischen Oberflachenstruktur. 




Durch die Erfindung lassen sich Auflosungen erzielen, die mit herkdmmlichen 
Drucktechniken nicht erzeugbar sind. So lassen sich beispielsweise durch 
herkommliche Tiefdruckverfahren Auflosungen im Bereich von circa 80 pm 
5 erzielen. Unter der Verwendung der Erfindung ist es hier moglich, die mittels eines 
Tiefdruckverfahrens erzielbare Auflosung auf circa 30 |jm und weniger zu 
verbessern. Weitere Vorteile ergeben sich dadurch, dass verbreitete und 
ausgereifte Druck-Technologien fur die Umsetzung der Erfindung verwendbar 
bleiben. Hierdurch ergeben sich erhebliche Kostenvorteile. 

10 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den Unteranspriichen zu 
entnehmen. 

Besonders vorteilhaft ist es hierbei, eine Drucksubstanz mit einer vordefinierten 
15 Viskositat und Affinitat zu verwenden. Die Viskositat der Drucksubstanz und die 
Affinitat zwischen Drucksubstanz und Substrat beeinflussen das FlieBverhalten 
der Drucksubstanz, Damit wir das sich ergebende Druckbild auch durch diese 
GroBen beeinfluBt. Besonders vorteilhaft ist es hierbei, eine Drucksubstanz mit 
einer Viskositat von 50-150 mPas zu wahlen. Welter ist es mSglich, durch 
20 gezielte Wahl der Oberflachenspannung von Drucksubstanz und Drucksubstrat 
(Affinitat) die Druckauflosung welter zu beeinflussen. Bel der Auswahl einer 
Drucksubstanz, deren Viskositat vorzugswelse in diesem GrOBenbereich liegt, 
kommen die oben beschriebenen Effekte besonders zum Tragen. so daB sich ein 
Druckbild besonders hoher Auflosung erzeugen iSBt. 

25 

Die Erfindung eignet sich besonders gut zum Aufbringen von Flachenmustern 
hoher Auflosung auf einen mehrschichtigen Folienkorper. So kann die Erfindung 
insbesondere bei der Herstellung von HeiBprage-, Laminier- oder Transferfolien 
verwendet werden. Diese Folien oder auch aus diesen Folien hergestellte 
30 Folienelemente konnen im Sicherheitsbereich, beispielsweise als optische 
Sicherheitselemente zur Sicherung von Banknoten, Kreditkarten, 
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Ausweispapieren und dergleichen, verwendet werden. Weiter konnen derartige 
Folien oder Folienelemente auch Im dekorattven Bereich verwendet werden. 



Als besonders vorteilhaft hat sich die Anwendung der Erfindung im Bereich der 
Demetallisierung/partiellen Abtragung von Substrat-Schichten erwiesen. Die durch 
die Erfindung erreichbare hohe Auflosung sowie der erzielbare hohe 
Qualitatsstandard sind hier von gro&em Vorteil. Mittels der Erfindung kann 
beispielsweise ein Atzresist. ein Atzmittel oder eine Waschmaske gemaS eines 
Fiachenmusters hoher Auflosung auf eine partiell zu entfernende Substratschicht 
aufgebracht werden. Eine weitere vorteilhafte Anwendung besteht darin, mittels 
der Erfindung organisches Halbleitermaterial als Drucksubstanz in Form eines 
Fiachenmusters hoher Auflosung auf eine Substratschicht aufzubringen, um 
beispielsweise organische Feldeffekttransistoren (OFETs) zu erzeugen. 



GemaS eines bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels der Erfindung wird die 
Feinstrukturierung des Fiachenmusters durch Variation der Orientierungsrichtung 
der Rillen der mikroskopische Oberfiachenstruktur bewirkt. Die Breite eines 
Flachenbereiches eines Fiachenmusters wird hier durch Wahl des Winkels 
zwischen der Langsachse des Flachenbereiches und der Orientierungsrichtung 
des zugeordneten Teils der mikroskopischen Oberflachenstruktur bestimmt. So 
kann die Breite des Flachenbereiches variiert werden, indem in den 
Flachenbereich Bereiche mit unterschiedlicher Orientierung der 
Oberflachenstruktur vorgesehen werden. Diese Methode ist hierbei besonders 
einfach technisch implementierbar und besonders effektiv. Ein lokal auf die 
mikroskopische Oberflachenstruktur aufgebrachter mikrofeine Drucksubstanz, 
beispielsweise in Form eines Tropfens. wird in seinem Verlauf durch die 
mikroskopische Oberflachenstruktur beeinflusst. Auch die rehologisne 
Eigenschaften der Drucksubstanz uben EinfluS auf die Feinstrukturierung aus. 
Der durch die mikroskopische Oberflachenstruktur bewirkte asymmetrische 
Verlauf der Drucksubstanz wird gezielt zur Erhohung der Auflosung des 
Fiachenmusters ausgenutzt. 
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Eine besonders groBe Variationen der Breite des Flachenbereiches des 
Flachenmusters ist hierbei dadurch erzielbar, indem in dem FIdchenbereich 
mindestens zwei Bereiche mit um 90 Grad gegeneinander verdrehten 
Orientierungsrichtungen der Oberfiachenstruktur vorgesehen werden. 

Weiter ist es meglich, die Felnstrukturierung des Musters durch Variation der 
Profiltiefe der Rillen der mikroskopischen Oberfiachenstruktur zu bewirken. 
Ebenso ist eine Feinstrukturierung des Flachenmusters durch Variation der 
Profilform der Rillen der mikroskopischen Oberfiachenstruktur m5glich. Durch 
Variation der Profiltiefe und der Profilform lasst sich die von einem lokal 
aufgebrachten mikrofeinen Drucksubstanz-Tropfen eingenommene 
Benetzungsflache variieren. Hierdurch lasst sich indirekt die Breite eines 
Flachenbereiches des Flachenmusters variieren. indem in dem Flachenbereich 
Bereiche mit unterschiedlichen Profilformen oder unterschiedlichen Profiltiefen der 
Oberfiachenstruktur vorgesehen werden. Weiter lasst sich durch asymmetrische 
Profilformen im zugeordneten Teil der mikroskopischen Oberfiachenstruktur die 
Zentrierung eines Flachenbereiches des Flachenmusters verandern. Durch 
derartige asymmetrische Profilformen wird ein asymmetrischer Verlauf des auf die 
mikroskopische Oberfiachenstruktur aufgebrachten mikrofeinen Drucksubstrat- 
Tropfens bewirkt, Dieser Effekt wird gezielt zu einer weiteren ErhOhung der 
Auflosung des Flachenmusters eingesetzt. 

Es ist moglich, die Feinstrukturierung des Flachenmusters sowohl durch Variation 
der Orientierungsrichtung der Rillen der mikroskopischen Oberfiachenstruktur, 
durch Variation der Profiltiefe der mikroskopischen Oberfiachenstruktur und durch 
Variation der Profilformen der Rillen der mikroskopischen Oberfiachenstruktur zu 
bewirken. Auch die rheologischen Eigenschaften der Drucksubstanz uben EinfluB 
auf die Feinstrukturierung aus. Durch eine Kombination deroben beschriebenen 
Effekte lasst sich so das gewunschte, hochauflosende Muster erzeugen. 

Die oben beschriebenen Effekte kommen hierbei insbesondere dann zum Tragen. 
wenn die Breite der Fiachenbereiche kleiner als 50 |jm ist. 
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Besonders vorteiihaft ist es, mittels der Feinstrukturierung benachbarter FI3chen 
durch Variation lol<aler Reliefparameter der mikroskopischen Oberflachenstruktur 
IVIolr6-Muster zu erzeugen. Oerartig hergestellte Molr6-l\/luster kOnnen mittels 
5 Ubiicher Druckverfahren nicht repliziert werden und sind daher als hochwertiges 
optisches SIcherheitsmerkmal verwendbar. Diese Vorteile ergeben sich ebenfalls 
bei der Erzeugung eines Mikroschrift-Musters mittels der Feinstrukturierung durch 
Variation lokaier Reliefparameter der mikroskopischen Oberflachenstruktur. Auch 
hier ergibt sich ein optisches SIcherheitsmerkmal, das nur schwer nachahmbar ist. 

10 

Weiter ist es moglich. durch Variation der Profiltiefe der Rillen der 
mikroskopischen Oberflachenstruktur einen Bereich mit vordeflniert variierender 
Dicke der Drucksubstanzschicht zu erzeugen. Dies kann zur Erzeugung von 
LinsenkSrpern ausgenutzt werden: Als Drucksubstanz wird ein hochbrechender 
15 Lack verwendet. Durch die Variation der Profiltiefe der Rillen der mikroskopischen 
Oberflachenstruktur wird beim Aufbringen des hochbrechenden Lacks in diesem 
Bereich ein Linsenkdrper erzeugt. 

Das hochauflSsende fl^chendeckende Muster lasst sich besonders einfach 
20 erzeugen, wehn die Feinstrukturierung des FlSchenmusters durch Variation der 
Relief-Parameter der mikroskopischen Oberflachenstruktur bei in etwa konstanter 
Auftragemenge an Drucksubstanz pro Fiacheneinheit bewirkt wird. Hierdurch wird 
der Rechenaufwand verringert, der zur Bestimmung der notwendigen 
mikroskopischen Oberflachenstruktur und des notwendigen Musters erforderlich 
25 ist, gemSB dem die Drucksubstanz auf das Substrat aufzubringen ist, um das 
vorgegebene hochauflosende Flachenmuster zu erzielen. 

Besonders gute Ergebnisse werden dadurch erzielt. dass die mikroskopische 
Oberflachenstruktur eine Spatialfrequenz von mehr als 50 Rillen/mm, 
30 vorzugsweise von 100 bis 1200 Rillen/mm, und eine Profiltiefe von weniger als 2 
pm, vorzugsweise von 0,2 bis 1,2 pm hat. 
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Eine Vorrichtung zum Erzeugen eines Flachenmusters gemaB der Erfindung weist 
vorzugsweise eine Druckstation mit einer Insetting-Einrichtung auf, um das 
passergenaue Aufbringen des Drucksubstrats auf die mikroskopische 
Oberflachenstruktur sicherzustellen. Besonders gute Ergebnisse lassen sich 
dadurch erzielen, dass die Vorrichtung einen Zentralzylinder aufweist, an dem die 
Replizierstation und die Druckstation angeordnet sind. Hierdurch wird ein 
passergenauer Aufdruck erreicht. so dass sich die Auflosung des Flachenmusters 
waiter verbessert. 



10 Im folgenden wird die Erfindung anhand von mehreren Ausfiihrungsbeispielen 
unter Zuhilfenahme der beiliegenden Zeichnungen beispieihaft verdeutlicht 



Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm, anhand dessen der Ablauf des 
15 erfindungsgemaBen Verfahrens verdeutlicht ist. 

Fig. 2a bis 

Fig. 2e zeigen schematische Darstellungen eines Mehrschichtkorpers. der 
gemSss des erfindungsgemaBen Verfahrens bearbeitet wird. 

20 

Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zum Erzeugen eines 
Flachenmusters gemaB der Erfindung. 



Fig. 4a bis 

25 Fig. 4c zeigen verschiedene Darstellungen eines erfindungsgemaBen 
Mehrschichtkorpers. 

Fig. 5 zeigt eine Darstellung eines erfindungsgemaBen Mehrschichtkorpers fur ein 
weiteres Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung. 



30 
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Fig. 6 zeigt eine Schnittdarstellung eines Mehrschichtkdrpers. 



Fig. 7 zeigt eine weitere Schnittdarstellung eines Mehrschichtkorpers. 
5 Fig. 8 zeigt eine weitere Schnittdarstellung eines Mehrschichtkorpers. 
Fig. 9a bis 

Fig. 9c zeigen Darstellungen erfindungsgema&er Mehrschichtkorper fur 
weitere Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung. 

10 

Fig. 10 zeigt einen erfindungsgema&en Mehrschichtkorper mit einem Moire- 
Muster fur ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung. 

Fig. 11 zeigt einen Schnitt durch einen erfindungsgemaBen 
15 Mehrschichtkorper fur ein weiteres AusfQhrungsbeisplel der Erfindung. 

Der Ablauf des erfindungsgemaBen Verfahrens wird im folgenden anhahd der 
Figuren Fig. 1 und Fig. 2a bis Fig. 2e eriautert. 

20 Fig. 1 zeigt mehrere Bearbeitungsstationen 14, 15, 16, 17 und 18 sowie eine 
Berechnungseinrichtung 11. 

Die Bearbeitungsstationen 14, 15, 16, 17 und 18 fiihren Prozessschritte durch, 
mittels denen eine gemaB eines FlSchenmusters 10 ausgeformte musterformige 
25 Schicht aus einem reflektierenden Material auf einer Basisfolie erzeugt wird. Die 
Berechnungseinheit 11 generiert aus dem vorliegenden Fiachenmuster 10 eine 
Spezifikation eines mikroskopischen Oberflachenmusters 12 und ein 
zugeordnetes Fiachenmuster 13. Das Fiachenmuster 13 beschreibt, in welcher 
Form eine Drucksubstanz musterformig auf ein Substrat, in dessen Oberfiache die 
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mikroskopische Oberflachenstruktur 12 repliziert ist, aufgebracht werden muss, 
um letztendlich einen Drucksubstanz-Auftrag gema& des Flachenmusters 10 zu 
erzielen. Wie im spSiteren noch detailliert beschrieben, ergibt sich hierbei die 
Feinstrukturierung des Flachenmusters 10 durch die jeweils lokal gemafi des 
5 Flachenmusters 13 aufgebrachte Auftragsmenge an Drucksubstanz und die 
jeweiligen lokalen Relief parameter der mikroskopischen Oberflachenstruktur 12. 



Der Bearbeitungsstation 14 wird der in Fig. 2a gezeigte Folienkorper zugefuhrt. 
Dieser FolienkOrper besteht aus einer Tragerschicht 21 und einer Ablose- 
10 und/oder Schutzlackschicht 22. die in einem hier nicht gezeigten Verfahrensschritt 
auf die Tragerfolie 21 aufgebracht ist. Bei der Tragerfolie 21 handelt es sich 
beispielsweise um eine Polyesterfolie einer Dicke von etwa 12 pm bis 50 pm. Die 
Ablose- und/oder Schutzlackschicht 22 hat in etwa eine Dicke von 0.3 bis 1.2 pm. 
Auf diese Schicht konnte auch verzichtet werden. 

15 

Die Bearbeitungsstation 14 tragt auf den zugefuhrten Folienkorper nun eine 
Replizierschicht 23 auf. Die Replikationsschicht 23 besteht hierbei vorzugsweise 
aus einem transparenten, thermoplastischen Kunststoff material, das 
beispielsweise mittels eines Druckverfahrens vollflachig auf den zugefuhrten 
20 Folienkorper aufgebracht wird. 

Der Replizierlack hat hierbei beispielsweise folgende Zusammensetzung: 



Komponentengewichtsteile 

hochmolekulares PMMA-Harz 2000 

25 Silikonalkyd olfrei 300 

nichtionisches Netzmittel 50 

Niedrigviskose Nitrocellulose 750 

Methylethylketon 1200 

Toluol 2000 

30 Diacetonalkohol 2500 
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Der Auftrag der Replizierschicht erfolgt beispielsweise mit einer Linienraster- 
Tiefdruckwalze mit einem Auftragegewicht von 2.2 g/m^ nach Trocknung. Die 
5 Trocknung erfolgt im Trockenkanal bei einer Temperatur von 100 bis 120 Grad 
Celsius. 

Der so gebildete Folienkorper 27 (Fig. 2b) wird nun der Bearbeitungsstation 15 
zugefuhrt. 

10 

Bei der Bearbeitungsstation 15 handelt es sich um eine Replizierstation, die die 
mikroskopische Oberflachenstruktur 12 in die Replizierschicht 23 repliziert. 

Die Replikation kann hierbei mittels eines PrSgewerkzeugs erfolgen. Es ist jedoch 
15 auch moglich, dass die Replikation mittels eines UV-Replikationsverfahrens 

durchgefuhrt werden kann, wie dies spSter beispielhaft anhand von Fig. 3 eriautert 
ist. 

In die Replizierschicht 23 wird so beispielsweise bei etwa 160 Grad Celsius 
20 mittels einer aus Nickel bestehenden Matrize die mikroskopische 

Oberflachenstruktur 12 eingepragt. Zum Pragen der mikroskopischen 
Oberflachenstruktur 12 wird die Matrize vorzugsweise elektrisch aufgeheizt. Vor 
dem Abheben der Matrize von der Replizierschicht 23 nach der Pragung kann die 
Matrize wieder abgekiihlt werden. Nach Einpragung der mikroskopischen 
25 Oberflachenstruktur 12 erhartet der Replizierlack durch Vernetzen oder in 
sonstiger Weise. 

Fig. 2c zeigt nun den Mehrschichtkorper 27 nach Bearbeitung durch die 
Bearbeitungsstation 15. Wie in Fig. 2c gezeigt, ist nun in der Oberflache der 
30 Replizierschicht 23 die mikroskopische Oberflachenstruktur 12 abgeformt. Der 
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derart bearbeitete Folienkorper kann nun der Bearbeitungsstation 16 zugefuhrt 
werden. 



Die Bearbeitungsstation 16 beschichtet den ihr zugefuhrten Folienkorper mit einer 
dunnen Reflexionsschicht 25. Bel der Reflexionsschicht 25 handelt es sich 
vorzugsweise urn eine dunne. aufgedampfte Metallschicht oder urn eine HRI- 
Schicht (HRI = High Refraction Index). Als Materialien fur die Metallschicht 
kommen im wesentlichen Chrom, Aluminium. Kupfer, Eisen, Nickel, Silber, Gold 
Oder eine Legierung mit diesen Materialien in Frage. 



Auf die Reflexionsschicht 25 kann auch verzichtet werden. Das Aufbringen der 
Reflexionsschicht 25 erfolgt vorzugsweise dann, wenn die folgenden Schritte z. B. 
eine Teilmetallisierung, beispielsweise durch Aufbringen eines Resistlacks und 
einen Atzschritt, umfassen. Das Aufbringen der Reflexionsschicht 25 kann 
15 insbesondere dann entfallen, wenn leitfahige Polymere verdruckt werden. In 

diesem Fall besteht die Replikationsschicht aus einem ausgehSrtetem Harz (z. B. 
UV-vernetzbares Harz, 2K-Lack), der durch das Aufbringen des leitfShigen 
Polymers nicht mehr angelost wird. so dass es zu keiner Wechselwirkung 
zwischen dem repliziertem Lacksystem und dem verdruckten System kommt. 

20 

Fig. 2d zeigt nun einen Folienkorper 29 nach Bearbeitung durch die 
Bearbeitungsstation 16. Der Folienkorper 29 weist neben der Tragerschicht 21, 
der Ablose- und/oder Schutzlackschicht 22 und der Replizierschicht 23 eine 
vollflachig aufgedampfte Reflexionsschicht 25 auf. Der Folienkorper 29 wird nun 

25 der Bearbeitungsstation 17 zugefuhrt. Die Bearbeitungsstation 17 tragt auf den 
Folienkorper 29 mittels eines Druckverfahrens eine Drucksubstanz mit geeigneter 
Viskositat und Affinitat musterformig gemaS des Flachenmusters 13 auf. Als 
Druckverfahren wird von der Bearbeitungsstation 17 vorzugsweise ein 
Tiefdruckverfahren verwendet. So erfolgt der Aufdruck der Drucksubstanz 26 

30 beispielsweise mit einer Tiefdruckrasterwaize, die eine Vielzahl von Napfchen 
aufweist, die einen Farbauftrag gemaS des Flachenmusters 13 bewirken. 
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Es ist hier jedoch auch moglich, das Auftragen der viskosen Drucksubstanz 26 
mittels eines anderen Druckverfahrens, beispielsweise mittels eines Offset-. 
Hochdruck-, Siebdruck- oder Flexodruckverfahrens durchzufuhren. 

5 Fig. 2e zeigt nun elnen Folienkorper 28 nach der Bearbeitung durch die 
Bearbeitungsstation 17. Wie in Fig. 2e gezeigt, wird die Oberflache des 
Folienkorpers 29 bereichsweise von der Drucksubstanz 26 bedeckt. Der 
Bedeckungsbereich, den die Drucksubstanz 26 einninnmt, entspricht hierbei nicht 
dem Auftragebereich. in dem die Drucksubstanz durch die Bearbeitungsstation 17 

10 auf die Oberflache des Folienkerpers 29 aufgebracht ist. Der Bedeckungsbereich 
wird vielmehr durch die jeweils lokal aufgebrachte Auftragemenge an 
Drucksubstanz und die jeweiligen lokalen Reliefparameter der mikroskopischen 
Oberflachenstruktur 12 bestimmt, die, wie in den Figuren 2d oder 2e gezeigt, auch 
nach dem Aufbringen der Refiexionsschicht 25 noch in der Oberflache der 

15 Refiexionsschicht 25 abgeformt ist. 

Bei der Drucksubstanz 26 handelt es sich urn einen Atzresist, vorzugsweise auf 
Basis von VinylchloridA/inylacetat-Copolymer. 

20 Der Folienkorper 28 wird nun der Bearbeitungsstation 18 zugefuhrt. Bei der 

Bearbeitungsstation 18 handelt es sich um eine Demetallisierungsstation, die die 
nicht von Replizierlack bedeckten Bereiche der Refiexionsschicht 25 mittels Saure 
Oder Lauge entfernt. 

25 Nach dem Durchlaufen der Bearbeitungsstation 18 kann der Folienkorper 28 noch 
weitere Wasch-, Trocknungs- und Beschichtungsstationen durchlaufen. So ist es 
dann beispielsweise auch moglich, dass auf dem Folienkorper 28 im folgenden 
noch weitere Dekor- und/oder Klebeschichten aufgebracht werden. Weiter ist es 
naturlich auch moglich. vor dem Aufbringen der Replizierschicht 23 noch weitere 

30 Schichten auf dem von den Schichten 21 und 22 gebildeten Folienkorper 

aufzubringen. so dass der Folienkorper 28 beispielsweise als Teil einer Thermo- 
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Transferfolie, einer Pragefolie Oder einer Laminierfolie mit rein optischen oder 
funktionellen Elementen Verwendung finden kann. 



Es ist auch moglich, dass die Bearbeitungsstation 17 anstelle eines Atzresists ein 
5 Atzmittel auf die Reflexionsschicht 25 als Drucksubstanz auftragt. Weiter ist es 
auch mdglich, dass die Beschichtung mit der Reflexionsschicht 25 nicht vor dem 
Aufbringen der Drucksubstanz 26, sondern erst nach dem Aufbringen der 
Drucksubstanz 26 erfolgt. So kann die Drucksubstanz 26 beispielsweise eine 
Waschmaske bilden. die nach einer vollflachigen Beschichtung die partielle 
10 Entfernung der Reflexionsschicht 25 durch einen Waschvorgang ermoglicht. 

GemaB eines weiteren Ausfuhrungsbeispiels der Erfindung wird auf die 
Bearbeitungsstationen 16 und 18 verzichtet, so dass durch die in Fig. 1 gezeigte 
Installation nunmehr eine hochauflosende, nach dem Flachenmuster 10 
15 ausgefOhrte Dekorlage auf einem Folienkorper erzeugt wird. Als Drucksubstanz 
kann hier eine ubiiche Druckfarbe ven/vendet werden. die beispielsweise aus 
einem Losungsmittel mit 2 bis25 % Festkorper besteht. 

Weiter ist es moglich, als Drucksubstanz Polymere aufzubringen, mittels denen 
20 organische Halbleiterschaltungen realisiert werden. So konnen beispielsweise als 
Drucksubstanz organische Elektrodenmaterialien wie Polyanilin oder Polypyrrol. 
organische Halbleitermaterialien wie Polythiophen oder Isolatoren wie 
Polyphenylphenol verwendet werden. Mittels des Aufdrucks einer oder mehrer 
derartiger Funktionspolymerschichten lessen sich beispielsweise organische 
25 Feldeffekttransistoren (OFETs) realisieren. 

Hierbei ist es naturlich wesentlich, dass bei dem Audruck der 
Funktionspolymerschicht(en) auf etwaige Auswirkungen einer darunterliegenden 
metallischen und damit leitenden Reflexionsschicht geachtet wird. Eine derartige 
30 metallische Reflexionsschicht ist in ihrer Formgebung damit so zu gestalten, dass 
sie die elektrischen Wechselwirkungen der Funktionpolymerschichten nicht 
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beeinflusst (z, B, KurzschluB) oder eine Funktion in der durch die 
Funktionspolymerschichten realisierten elektrischen Schaltung erbringt. 

Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel einer Vorrichtung zum Erzeugen des 
5 Fiachenmusters 10. 

Fig. 3 zeigt einen Zentralzylinder 34. zwei Rollen 31 und 32, eine Replizierstation 
35, eine Druckstation 36 und zwei Fuhrungsrollen 33. 

10 Die Folienbahn wird von der Rolle 31 uber den Zentralzylinder 34 zu der Rolle 32 
gefiihrt. Die Folienbahn besteht hierbei vorzugsweise aus einem 
Mehrschichtkorper, der mindestens eine Tragerschicht. beispielsweise bestehend 
aus einer 19 pm dicken PET-Folie und eine auf dieser aufgebrachten 
Replizierschicht aufweist. Naturlich ist es auch moglich, dass dieser 

15 Mehrschichtkorper noch eine Vielzahl weitere Schlchten umfasst. 

Die Replizierstation 35 repliziert, wie bereits anhand von Fig. 1 eriautert, mittels 
eines Pragewerkzeugs die mikroskopische Oberflachenstruktur 12 in die 
Replizierschicht der Folienbahn. 

20 

Weitere Vorteile sind hier erzielbar, wenn anstelle des in Fig. 1 beschriebenen 
Replizierverfahrens von der Replizierstation 35 ein UV-Replizierverfahren 
verwendet wird. Hierzu ist es vorteilhaft, an dem Zentralzylinder 34 vor der 
Replizierstation 35 eine Beschichtungsstation anzuordnen, die einen UV- 

25 Replizierlack auf die von der Rolle 31 zugefuhrte Folienbahn auftragt. Die 

Replizierstation 35 enthalt eine Maskenzylinder. der in den noch flussigen UV- 
Replizierlack eintaucht und durch Bestrahlung des UV-Replizierlacks den UV- 
Replizierlack gemaS des Flachenmusters 12 aushartet. Durch ein derartiges 
Replizierverfahren lassen sich sehr konturscharfe Oberflachenstrukturen mit einer 

30 groBen Profiltiefe erzeugen. Weitere Vorteile bestehen darin, dass keine 
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thermische Verformung der Folienbahn auftritt. Insbesondere lassen sich so auch 
rechteckformige Profilformen in hoher Qualitat erzeugen. 

Die Druckstation 36 weist eine Druckwaize auf, mittels der eine Drucksubstanz mit 
5 geeigneter Viskositat gemaB dem Flachenmuster 13 musterformig und 

passergenau auf die mit der mikroskopischen Oberflachenstruktur 12 versehene 
Folienbahn aufgebracht wird. 

Durch die Verwendung eines Zentralzylinders wird hier erreicht, dass die 
10 Passergenauigkeit des Auftrags der viskosen Drucksubstanz auf die 
mikroskopische Oberflachenstruktur 12 waiter verbessert wird. Um das 
hochauflosende Flachennnuster 10 zu erzeugen, ist es wesentlich, dass das 
musterformige Aufbringen der Drucksubstanz gemaS des Flachenmusters 13 auf 
die mikroskopische Oberflachenstruktur 12 passergenau erfolgt, da ansonsten die 
15 Qualitat des Ergebnisses absinkt und die gewunschte Aufldsung nicht erzielt 
werden kann. 



Anhand der Figuren Fig. 4a, Fig. 4b und Fig. 4c wird nun beispielhafte die 
Erzeugung eines Flachenbereiches 41 eines Flachenmusters hoher Auflosung 
20 eriautert. 



Die Figuren Fig. 4a, Fig. 4b und Fig. 4c zeigen ein Substrat 40 mit zwei 
Oberflachenbereichen 43 und 42. In dem Oberflachenbereich 42 ist eine 
mikroskopische Oberflachenstruktur 45 mit einer Vielzahl von Rillen repliziert. In 
25 dem Oberflachenbereich 43 ist die Oberflache des Substrates 40 glatt und weist 
keine mikroskopische Rillenstruktur auf. 

Auf das Substrat 40 wird nun eine Drucksubstanz 44 musterformig in Form eines 
rechteckformigen Striches konstanter Dicke mittels eines Druckverfahrens 
30 aufgebracht. Im Fiachenbereich 42 wird die Verlaufsform der aufgebrachten 
Drucksubstanz von den lokalen Reliefparameter der mikroskopischen 
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Oberflachenstruktur 45 beeinflusst. Wie in Fig. 4c dargestellt. ergibt sich durch die 
Orientierung der Rillen der mikroskopischen Oberflachenstruktur 42 ein 
asymmetrischer Verlauf der jeweils aufgebrachten mikrofeinen 
Drucksubstratmenge, so dass trotz Auftrags in gleicher Dicke die Breite des 
5 FlSkchenbereiches 41 im Bereich 42 (Fig. 4c) geringer als im Bereich 41 (Fig. 4b) 
ist. 

Fig. 5 verdeutlicht nun ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, bei dem 
mittels Variation der Orientierungsrichtung der Rillen der mikroskopischen 
10 Oberflachenstruktur eine Feinstrukturierung des FIdchenmusters bewirkt wird. 

Fig. 5 zeigt ein Substrat 50, das mehrere Bereiche 52, 53 und 54 aufweist, in 
denen, wie in Fig. 5 schematisch dargestellt, die Rillen der mikroskopischen 
Oberflachenstruktur unterschiedliche Orientierung haben. 

15 

Auf dem Substrat 50 wird nun ein Drucksubstrat in Form eines rechteckformigen 
Striches konstanter Breite aufgebracht. Wie in Fig. 5 gezeigt, ergibt sich durch 
den Einfluss der mikroskopischen Oberflachenstruktur hieraus ein FlSchenmuster 
51 in der in Fig. 5 gezeigten Form. 

20 

Die Breite eines Flachenbereiches des Flachenmusters 51 wird so wesentlich 
durch die Wahl des Winkels zwischen der LSngsachse des Flachenbereichs und 
der Orientierungsrichtung des zugeordneten Teils der mikroskopischen 
Oberflachenstruktur bestimmt. 

25 

In dem Bereich 52 ist in die Oberflache des Substrates 50 ein Sinusgitter mit einer 
Spatialfrequenz von lOOL/mm und einer Profiltiefe von 400 nm .abgeformt, wobei 
die Orientierungsrichtung der Rillen des Sinusgitters um 90 Grad gegenuber der 
L3ngsachse des strichfGrmigen Drucksubstanz-Auftrags gedreht ist. In dem 
30 Bereich 53 ist ein Sinusgitter mit einer Spatialfrequenz von lOOL/mm und einer 
Profiltiefe von 400 nm in der Oberflache des Substrates 50 abgeformt, wobei die 



Orientierungsrichtung der Rillen des Sinusgitters der Langsachse des 
strichformigen Drucksubstanz-Auftrags entspricht. Im Bereich 54 ist die 
Oberflache unstrukturiert. 

5 Wie in Fig, 5 gezeigt, wird die Breite der Flachenbereiche des Flachenmusters 51 
wesentlich durch den Winkel zwischen der Langsachse des Flachenbereiches und 
der Orientierungsrichtung des zugeordneten Teils der mikroskopischen 
Oberflachenstruktur bestimmt. Sind, wie im Bereich 52, die Orientierungsrichtung 
des Gitters und die Langsachse des Flachenbereiches um 90 Grad 

10 gegeneinander verdreht, wird die Breite des Flachenbereiches um ca. 15 Prozent 
gegenuber der unstrukturierten Flache verbreitert. Stimmt die 
Orientierungsrichtung der Oberflachenstruktur und die Langsachse des 
Flachenbereiches uberein, erfolgt eine Verjungung des Flachenbereichs um ca. 
15 Prozent gegenuber der unstrukturierten Flache . 

15 

Besonders gute Ergebnisse bei der Umsetzung der oben beschriebenen 
Vorgehensweise lassen sich dann erzielen, wenn als OberflSchenstrukturen 
Sinusgitter mit einer Spatialfrequenz von 100 bis 600 L/mm und einer Profiltiefe 
von 400 nm bis1200 nm. in Verbindung mit einer Drucksubstanz mit einer 
20 Viskositat von 100 mPas eingesetzt werden. 

Die Figuren Fig. 6 bis Fig. 9 zeigen nun mehrere Ausfuhrungsbeispiele weiterer 
mikroskopischer Oberflachenstrukturen. mittels denen ein hochauflosendes 
Flachenmuster gemaB des erfindungsgemaBen Verfahrens herstellbar ist: 

25 

Fig. 6 zeigt ein Substrat 60. in dessen Oberflache eine mikroskopische 
Oberflachenstruktur 66 repliziert ist. Wie in Fig. 6 gezeigt, variiert die Profiltiefe 
der mikroskopischen Oberflachenstruktur 66 in den Bereichen 61. 62, 63, 64 und 
65. Die Feinstrukturierung eines Flachenmusters wird so im Bereich der 
30 Oberflachenstruktur 66 nicht nur, wie anhand von Fig. 5 beschrieben, durch die 
Variation der Orientierungsrichtung der Rillen der mikroskopischen 
Oberflachenstruktur 66 beeinflusst, sondern ebenfalls durch die Variation der 



19 

Profiltiefe der mikroskopischen Oberflachenstruktur. Durch eine Vergr6lierung der 
Profiltiefe l§sst sich so beispielsweise der Oberflachenanteil des Substrats, der 
von einem mikrofelnen Drucksubstanz-Tropfen benetzt wird, verringern. So istes 
beispielsweise vorteilhaft, in dem Bereich 53 eine gr5&ere Profiltiefe als in dem 
5 Bereich 52 vorzusehen. 

Fig. 7 zeigt ein Substrat 70, in dessen OberflSche eine mikroskopische 
Oberflachenstruktur 73 repliziert ist. Wie in Fig. 7 gezeigt, ist in den Bereichen 71 
und 72 das Tastverhaitnis von Vertiefungen zu ErhOhungen der Reliefstruktur 
10 unterschiedlich. Hierdurch wird bewirkt. dass in dem Bereich 72 das Volumen der 
Vertiefungen hoher als in dem Bereich 71 ist, wodurch ein dem Effekt der 
Vertiefung der Profiltiefe ahnlicher Effekt erzielt werden kann. 

Fig. 8 zeigt ein Substrat 80, in dessen OberflSche eine mikroskopische 
15 Oberflachenstruktur 83 repliziert ist. Bei dieser asymmetrischen 

Oberflachenstruktur handelt es sich um ein Sagezahngitter. Durch ein derartiges 
Sagezahngitter wird der Effekt erzielt, dass die Zentrierung des auf diese 
Oberflachenstruktur aufgebrachten Drucksubstrat-Auftrags verandert wird. So wird 
beispielsweise in dem Bereich 81 die Zentrierung des Drucksubstratauftrags 
20 etwas nach links verzogen und in dem Bereich 82 die Zentrierung des auf diesen 
Bereich aufgebrachten Farbauftrags etwas nach rechts verzogen. Damit wird 
letztendlich eine VergrdBerung der Distanz zwischen Flachenbereichen des 
Flachenmusters in den Bereichen 81 und 82 erzielt. 

25 Im folgenden werden anhand der Figuren Fig. 9a bis Fig. 9c mehrere 

Ausfuhrungsbeispieie der Erfindung beschrieben, bei denen die anhand der 
Figuren Fig. 5 bis Fig. 8 eriauterten Effekte zum Einsatz kommen. 

Fig. 9a zeigt ein Substrat 90, und ein auf dem Substrat 90 erzeugtes 
30 hochauflosendes Flachenmuster 93. In den Bereichen 91 und 92 sind 

unterschiedllche mikroskopische Oberflachenstrukturen in der Oberflache des 
Substrates 90 abgeformt. So ist in dem Bereich 92 eine mikroskopische 



20 

Oberflachenstruktur abgeformt. deren Rillen gemaB einer Richtung 99 orientiert 
sind, die eine Spatialfrequenz vorzugsweise im Bereich von100L/mm aufweist und 
deren Profiltiefe im Bereich von 600 nm liegt. In dem Bereich 91 ist eine 
mikroskopische Oberflachenstruktur abgeformt. deren Rillen um 90 Grad 
5 gegenuber den Rillen der Oberflachenstruktur im Bereich 92 verdreht sind, deren 
Spatialfrequenz bevorzugt in dem Bereich von 100L/mm liegt und die bevorzugt 
eine Profiltiefe von 600 nm besitzt. 

Auf das Substrat 90 wird nun eine Drucksubstanz in Form zweier paralleler, in 
10 Richtung 99 orientierter Linien aufgebracht. Durch die Reliefparameter der 

mikroskopischen Oberflachenstruktur in den Bereichen 91 und 92 wird erreicht, 
dass im Bereich 91 das Flachenmuster 99 einen vollflachigen Oberfiachenbereich 
ausformt und in dem Bereich 92 das Flachenmuster 93 zwei dunne, in geringem 
Abstand beabstandete Schenkel ausformt (siehe Fig. 9a). Vorteilhaft ist hierbei, 
15 dass ein sehr geringer Abstand zwischen den Schenkein des Flachenbereiches 
92 erzielbar ist. So kann dieser Abstand beispielsweise 30 pm oder weniger 
betragen. 

Fig. 9b zeigt das Substrat 90 und ein auf dem Substrat 90 erzeugtes 
20 Flachenmusters 95 hoher Auflosung. In Bereichen 93 und 94 sind in der 
Oberflache des Substrats 90 mikroskopische Oberfiachenstrukturen mit 
unterschiedlichen Reliefparametern abgeformt. In dem Bereich 93 ist eine 
mikroskopische Oberflachenstruktur abgeformt. deren Rillen gemaS der Richtung 
99 orientiert sind und die ein symmetrisches Reiiefprofil mit einer Spatialfrequenz 
25 im Bereich von lOObis 600L/mm und einer Profiltiefe in dem Bereich von 400 bis 
1100 nm. aufweist. In dem Bereich 94 ist eine mikroskopische Oberflachenstruktur 
abgeformt, deren Orientierungsrichtung mit der der Oberflachenstruktur in dem 
Bereich 93 ubereinstimmt, die im Gegensatz zu der Oberflachenstruktur im 
Bereich 93 Jedoch eine asymmetrische Profilform, beispielsweise wie anhand von 
30 Fig. 8 eriautert, aufweist. 

Wird nun auf die Fiachenbereiche 93 und 94 Drucksubstanz in Form einer 
dunnen, in Langsrichtung des Substrates orientierten Linie aufgebracht, so ergibt 



sich der in Fig. 9b gezeigte Effekt einer asymmetrlschen Verjungung des 
erzeugten Flachenmusters im Bereich 94. 



Dieser Bereich kann. wie in Fig. 9c dargestellt, zur Erzeugung zweier sehr nahe 
5 beieinander liegenden Linien ausgenutzt werden. 

Fig. 9c zeigt so das Substrat 90, auf dem ein Flachenmusters 98 hoher Auflosung 
erzeugt ist. In dem Bereich 96 ist die mikroskopische Oberflachenstruktur des 
Bereiches 93 nach Fig. 9b in dem Substrat 90 abgeformt. In dem Bereich 97 ist. 
10 wie in dem Bereich 94 nach Fig. 9b, eine Oberflachenstruktur mit einem 

asymmetrlschen Reliefprofil abgeformt. Hierbei ist in dem rechten Teilbereich des 
Bereiches 97 das asymmetrische Profil wie in dem Bereich 82 nach Fig. 8 
orientiert und in dem linken Teilbereich des Bereiches 97 wie in dem Bereich 81 
nach Fig. 8 orientiert, 

15 

Wird nun ein Drucksubstrat in Form zweier dunner. parallel zueinander liegender 
Linien auf die Bereiche 96 und 97 aufgebracht, so wird das in Fig. 9c dargestellte 
Flachenmuster 98 generiert. 

20 Durch eine derartige Vorgehensweise lassen sich Schenkel in dem Bereich 97 
erzeugen, die nur 25|jm voneinander beabstandet sind. 

Durch eine Kombination der in den Figuren 5 bis 9c geschilderten Techniken 
lassen sich vielfaltige hochauflosende Flachenmuster erzeugen. So werden die 
25 oben geschilderten Zusammenhange beispielsweise in der 

Berechnungseinrichtung 1 1 codiert, so dass zu einem vorgegebenen, 
vordefinierten Flachenmuster hoher Auflosung die hierfur notwendige Gestaltung 
der mikroskopischen Oberflachenstruktur und des zugeordneten Flachenmusters. 
in dem der Drucksubstanz-Auftrag zu erfolgen hat. berechnet werden kann. 
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Fig. 10 zeigt nun eine bevorzugte Ausfuhrungsform eines mit der Erfindung 
generierbaren FlSchenmusters. Fig. 10 zeigt ein Substrat 100, auf dem ein 
Fiachenmuster mit mehreren parallel zueinander liegenden FlSchenbereichen 101 
bis 105 erzeugt ist. Auf der Oberflache des Substrates 100 ist eine 
5 mikroskopische Oberflachenstruktur abgeformt, die sich aus einer Vielzahi von 
schachbrettartig angeordneten Teilstrukturen zusammensetzt. In jeder der 
Teilstrukturen unterscheiden sich die Reliefparameter von den Reliefparametern 
der unngebenen Teilstrukturen, 

10 Fig. 10 zeigt so beispielhaft mehrere Teilstrukturen 106 bis 115. Die Teilstrukturen 
106, 108, 110, 112 und 114 werden von einer mikroskopischen Struktur gebildet, 
wie sie in dem Bereich 52 nach Fig. 5 vorgesehen ist. Die Teilstrukturen 107, 109, 
111, 113 und 1 1 5 werden jeweils von einer mikroskopischen Struktur gebildet, wie 
sie in dem Bereich 52 nach Fig. 5 vorgesehen ist. Hierdurch ergibt sich be! 

15 Auftrag eines Drucksubstrats in Form einer dunnen Linie auf die Bereiche der 
Teil-Strukturen 106 bis 115 eine in ihrer Dicke variierenden Linie. wie sie in Fig. 
10 in den Flachenbereichen 101, 102 und 105 des Flachenmusters gezeigt ist. 

Durch eine Abanderung der Oberflachenstruktur von Teilstrukturen ist es nun 
20 moglich, die GleichmaUigkeit des Musters zu unterbrechen und hierbei jedoch den 
mittleren, fur das menschliche Auge auflosbaren Eindruck (mittlere 
Bedeckungsflache durch Drucksubstrat) konstantzu halten. 

Dies ist in Fig. 1 0 beispielhaft anhand der Veranderung der Strukturen 1 1 7 und 
25 120 aufgezeigt: Die Teilstrukturen 119, 116. 121 und 118 der mikroskopischen 
Oberflachenstruktur sind noch nach dem oben geschilderten Schema ausgefuhrt. 
Die Teilstrukturen 120 und 117 weisen jeweils zwei Teilbereiche auf. in denen die 
Orientierung der Rillen um 90 Grad gegenuber einander verschoben sind. 
Hierdurch wird erzielt, dass im linken Teilbereich der Teilstruktur 117 die 
30 Liniendicke reduziert und im rechten Teil der Teilstruktur 120 die Liniendicke 

erhdht wird. Die Bedeckungsflache bleibt damit im Mittel gleich, die Veranderung 
der Mikrostruktur kann jedoch als Moir6-Muster durch ein entsprechendes 
Auswertegerat erkannt und als Zusatzinformation ausgewertet werden. 
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Fig. 11 zeigt nun eine Moglichkeit, mittels der oben geschilderten Techniken die 
Dicke der Drucksubstanz-Schicht auf vordefinierte Art zu variieren. 

5 Fig. 11 zeigt ein Substrat 130, in das eine mikroskopische Oberflachenstruktur 
repliziert ist. In den Bereichen 131 und 132 der mikroskoplschen 
Oberflachenstruktur variiert nun die Profiltiefe der Oberflachenstruktur. Wie in Fig. 
11 gezeigt. ist im Zentrum der Bereiche 131 und 132 die Profiltiefe am hochsten 
und nimmt zu den Begrenzungslinien der Bereich 131 und 132 hin ab. 

10 

Wird nun ein hochbrechender Lack als Drucksubstanz auf die Bereiche 131 und 
132 aufgebracht, so folgt die Schichtdicke des aufgebrachten Drucksubstrats der 
Profiltiefe der mikroskoplschen Oberflachenstruktur. Durch den Auftrag des 
hochbrechenden Drucksubstrats auf die Flachenbereiche 131 und 132 werden 
15 damit Linsenkorper 133 und 134 erzeugt. die gemaS des vorgegebenen 
Profiltiefen-Profils der mikroskopischen Oberflachenstruktur konvexe oder 
konkave Eigenschaften besitzen. 
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Anspruche: 

5 

1. Verfahren zum Erzeugen eines Flachenmusters (41, 51. 93, 95. 98) hoher 
Auflosung auf einem Substrat (40, 27, 50, 90, ), wobei bei dem Verfahren eine 
Drucksubstanz (44. 26. 2) mittels eines Druckverfahrens musterfdrmig auf das 

10 Substrat (40, 27, 50, 90) aufgebracht wird, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t . 

dass zur Feinstrukturierung des Flachenmusters (41. 51, 93, 95, 98) vordem 
Aufbringen der Drucksubstanz in die Oberflache des Substrats eine 
mikroskopische Oberflachenstruktur (24, 45, 52, 53, 54, 61 bis 65, 71, 72, 81. 82) 
15 mit einer Vielzahl von Rillen repliziert wird, und dass die Feinstrukturierung des 
Flachenmusters (41, 51, 93, 95, 98) durch die jeweils lokal aufgebrachte 
Auftragemenge an Drucksubstanz (44, 26) und die jeweiligen lokalen Relief- 
Parameter der mikroskopischen Oberflachenstruktur (45, 24, 52 bis 54, 63 bis 64. 
71. 72. 81, 82), insbesondere Orientierungsrichtung und Profilform. bestimmt wird. 

20 

2. Verfahren nach Anspruch 1. 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die Feinstrukturierung des Flachenmusters (41, 51, 93. 95.98) durch 
Variationen der Orientierungsrichtung der Rillen der mikroskopischen 
25 Oberflachenstruktur (24, 45, 52, 53, 54) bewirkt wird. 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 



dass die Feinstrukturierung des Flachenmusters (93, 95, 98) durch Variationen 
der Profiltiefe der Rillen der mikroskopischen Oberflachenstruktur (61 bis 65) 
bewirkt wird. 



5 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die Feinstrukturierung des Flachennnusters (93, 95, 98) durch Variationen 
der Profilform der Rillen der mikroskopische Oberflachenstruktur (71, 72. 81, 82) 
bewirkt wird. 

10 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die Brelte eines Flachenberelches des Flachenmusters (41, 51) durch Wahl 
des Winkels zwischen der Langsachse des Flachenberelches und der 
15 Orientierungsrichtung des zugeordneten Teils der mikroskopischen 
Oberflachenstruktur (45) bestimmt wird. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

20 dass die Breite eines Flachenbereiches des Flachenmusters (51) variiert wird, 
indem in dem Flachenbereich Bereiche (52, 53) mit unterschiedlicher 
Orientierungsrichtung der Oberflachenstruktur vorgesehen werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, 

25 dadurch gekennzeichnet , 

dass die Breite des Flachenbereiches des Flachenmusters (51) variiert wird, 
indem in dem Flachenbereich mindestens zwei Bereiche (52, 53) mit um 90 Grad 
gegeneinander verdrehten Orientierungsrichtungen der Oberflachenstruktur 
vorgesehen werden. 
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8. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die Breite des Flachenbereiches des Flachenmusters (51) variiert wird, 
5 Indem in dem FlSchenbereich Bereiche mit unterschiedlicher Profilform und/oder 
Profiltiefe der Oberflachenstruktur vorgesehen werden. 

9. Verfahren nach einenn der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

10 dass die Zentrierung eines Flachenbereiches des Flachenmusters (95. 98,) durch 
eine asymmetrische Profilform im zugeordneten Teil der mikroskopischen 
Oberflachenstruktur verandert wird. 

10. Verfahren nach einem der AnsprQche 5 bis 9, 
15 dadurch gekennzeichnet , 

dass die Breite des Flachenbereiches kleiner als 50 |jm. 

1 1 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet ; 

20 dass mittels der Feinstrukturierung benachbarter Flachenbereiche durch Variation 
lokaler Relief-Parameter der mikroskopischen Oberflachenstruktur Moire-Muster 
(101, 102, 103, 104. 105) erzeugt werden. 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

25 dadurch gekennzeichnet , 

dass mittels der Feinstrukturierung durch Variation lokaler Relief-Parameter der 
mikroskopischen Oberflachenstruktur ein Mikroschrift-Muster erzeugt wird. 
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13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass durch Variation der Profiltiefe der Rillen der mikroskopischen 
Oberflachenstruktur (131, 132) ein Bereich mit vordefiniert variierender Dicke der 
5 Drucksubstanz-Schicht (133, 134) erzeugt wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass als Drucksubstanz ein hochbrechender Lack verwendet wird und dass durch 
10 die Variation der Profiltiefe der Rillen in dem Bereich ein Linsenkorper erzeugt 
wird. 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

15 dass die Feinstrukturierung des Flachenmusters durch Variation der 

Reliefparameter der mikroskopischen Oberflachenstruktur be! in etwa konstanter 
Auftragemenge an Drucksubstanz pro Flacheneinheit bewirkt wird. 

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

20 dadurch gekennzeichnet , 

dass die mikroskopische Oberflachenstruktur eine Spatialfrequenz von mehr als 
50 Rillen/mm. vorzugsweise von 100 bis 1200 mm Rillen/mm, und eine Profiltiefe 
von weniger als 2 \}m, vorzugsweise von 0,2 bis 1,2 pm, aufweist. 

25 17. Mehrschichtkorper (28). der eine Substratschicht (25) und eine auf der 
Substratschicht angeordnete Musterschicht (26) aufweist, die auf der 
Substratschicht musterformig in Form eines Flachenmusters hoher Auflosung 
ausgeformt ist, wobei die Musterschicht (26) aus einer Drucksubstanz besteht, die 
mittels eines Druckverfahrens musterfdrmig auf die Substratschicht aufgebracht 

30 ist, 



dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass in die Oberflache der Substratschicht zur Feinstrukturierung des 
Fiachenmusters vor dem Aufbringen der Drucksubstanz eine mikroskopische 
Oberflachenstruktur (24) mit einer Vielzahl von Rillen repliziert ist, wobei die 
5 Feinstrukturierung des Flaclienmusters durch die jeweils lokal aufgebrachte 
Auftragemenge an Drucksubstanz und jeweilige lokale Relief-Parameter der 
mikroskopischen Oberflachenstruktur. insbesondere Orientierungsrichtung und 
Profilform. bestimmt ist. 

10 18. Mehrschichtkorper nach Anspruch 17, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass der Mehrschichtkorper eine Folie. insbesondere eine HeiRpragefolie oder 
Laminierfolie ist. 

15 19. Mehrschichtkarper nach einem der Anspruche 17 bis 18, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 
dass die Drucksubstanz ein Atzresist ist. 

20. Mehrschichtkorper nach einem der Anspruche 17 bis 18. 
20 dadurch gekennzeichnet . 

dass die Drucksubstanz ein Atzmittel ist. 

21, Mehrschichtkorper nach einem der Anspruche 17 bis 18 
dadurch gekennzeichnet , 

25 dass die Drucksubstanz ein organisches Halbleitermaterial enthalt. 



22, Vorrichtung zum Erzeugen eines Fiachenmusters hoher Aufl5sung auf einem 
Substrat. wobei die Vorrichtung eine Druckstation (36) zum musterfSrmigen 
Aufbringen einer Drucksubstanz auf dem Substrat aufweist. 
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dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die Vorhchtung eine vor der Druckstation (36) angeordnete Replizierstation 
(35) zur Feinstrukturierung des Fldchenmusters aufweist, die so ausgestaltet ist, 
dass sie in die Oberflache des Substrats eine mikroskopische Oberflachenstruktur 

5 mit einer Vielzahl von Rillen repliziert, und dass die Druckstation (36) weiter so 
ausgestaltet ist, dass sie die Drucksubstanz derart auf die mikroskopische 
Oberflachenstruktur des Substrates aufbringt, dass sich eine vorbestimmte 
Feinstrukturierung des Flachenmusters durch die jeweils lokal aufgebrachte 
Auftragemenge an Drucksubstanz und die jeweiligen lokalen Relief-Parameter der 

10 mikroskopischen Oberflaichenstruktur, insbesondere Orientierungsrichtung und 
Profilform. ergibt. 

23. Vorrichtung nach Anspruch 22, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

15 dass die Druckstation (36) eine Einrichtung zum passergenauen Aufbringen der 
Drucksubstanz aufweist. 

24. Vorrichtung nach Anspruch 22, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

20 dass die Vorrichtung einen Zentralzylinder (34) aufweist, an dem die 
Replizierstation (35) und die Druckstation (36) angeordnet ist. 



30 




5 

Zusammenfassung: 



10 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen eines Flachenmusters (10) 
hoher Auflosung auf einem Substrat sowie einen mittels dieses Verfahrens 
hergestellten Mehrschichtkorper und eine Vorrichtung zur DurchfCihrung des 
Verfahrens. Eine Drucksubstanz wird mittels eines Druckverfahrens (17) 
musterformig auf das Substrat aufgebracht. Zur Feinstrukturierung des 

15 Flachenmusters (10) wird vor dem Aufbringen der Drucksubstanz in die 

Oberfiache des Substrats eine mikroskopische OberflSchenstruktur (12) mit einer 
Vielzahl von Rillen repliziert. Die Feinstrukturierung des Flachenmusters wird 
durch die jeweils lokal aufgebrachte Auftragemenge an Drucksubstanz (13) und 
die jeweiligen lokalen Relief parameter der mikroskopischen Oberflachenstruktur 

20 (12). insbesondere Orientierungsrichtung und Profilform. bestimmt. 

(Fig. 1) 
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Fig. 1 
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Fig 2 c 
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Fig. 4 c 




Fig. 5 
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Fig. 6 



71 



72 



i_jxji_nj~i 



Fig. 7 
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Fig. 8 
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Fig. 9b 



Fig. 9c 
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Fig. 10 



